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The 248 Scanner Introduction

• 電路圖形利用曝光機從光罩轉印到晶圓上

• 解析度越好的曝光設備，能將越小線寬的電路轉印到晶圓
上。如此一來，單位面積的晶圓上，便能放入更多的元件，
這使得單一晶片的功能越來越多，效能也會越好。

• TSRI 引進的 Canon FPA-6300ES6a，使用複雜的載台控制
技術、改良的對準系統以及更先進的溫度及形變控制系統，
可以將曝光偏移量控制更精準。而高達 0.86 NA (數值孔徑, 
Numerical Aperture) 的光學投影系統能提供良好的解析能
力，能曝出更小的線寬 (110 nm)。

The Lithography Process

Specifications

Model Type KrF (248 nm) DUV Scanner

Wafer Size 200 mm

Numerical Aperture (NA) 0.50 ~ 0.86

Resolution ≤ 110 nm

The KrF (248 nm) DUV Scanner in TSRI: FPA-6300ES6a



Scanner vs Stepper

i-Line Stepper 248 Scanner

 優點:
1. Scanner 所需的透鏡較小，較好製作，透鏡良率較高，

成像像差較小。

2. Scanner 可以一邊曝光一邊調整聚焦位置，所以製程景
深較大。

• 半導體奈米元件技術,龍文安著



 248 nm 相較於 i-line 的 365 nm，
DUV KrF 使用248 nm 較短波長有較佳
的解析能力。

R (resolution)= K1λ/NA
K1: 製程綜合參數
λ: 波長
NA: 數值孔徑

 248 nm 波長光源是由氟氪(KrF)準分子
雷射產生，所以有時會稱248 為 KrF。

248 (DUV, KrF) vs 365 (i-line) 



248 Scanner (L22) 位置

100級無塵室入口

黃光室
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248 Scanner (L22) 外觀簡介

控制面板

Foup Load Port

248雷射光

來自位於Sub-fab的
KrF準分子雷射裝置
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248 Scanner (L22) 細部介紹(Main Fab)

Main Boby



248 Scanner (L22) 細部介紹(Sub Fab)

Giga Laser CPSU D-Rack
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